	专利信息

	申请号：
	94117356
	申请日：
	1994/10/19 

	公开日：
	1995/06/21 
	公告日：
	1998/01/28 

	公开号：
	1103900
	公告号：
	1037198

	授权日：
	
	授权公告日：
	1998-1-28

	专利类别：
	发明 
	国别省市代码：
	14[中国|山西]

	代理机构代码：
	14101
	代理人：
	庞建英

	申请人地址：
	山西省太原市迎泽西大街11号

	邮编：
	030024
	范畴分类号：
	23D20E25F

	名称：
	双阴极辉光放电合成金刚石薄膜

	国际分类号：
	C23C 16/26;C23C 16/50

	申请人：
	太原工业大学

	发明人：
	潘俊德;范本惠;贺琦;郑维能;徐重;韩晋宏;李成明;刘俊亮

	文摘：

	双阴极辉光放电合成金刚石薄膜的方法属于等离子表面强化的范畴。 本发明的技术特征是在直流辉光放电的装置中把被处理的试样作为阳极，在试样的上方设置双阴极，其中与工件相对的阴极为格栅状，在阳极（试样）和两阴极间分别加入直流高压，利用两阴极间和格栅状阴极内产生的空心阴极效应，使通入的碳氢反应气和Ｈ↓［２］的混合气活化离解，在Ｓｉ、硬质合金、Ｗ、Ｍｏ、Ｔｉ等材料表面以及普通碳钢经离子渗镀Ｗ、Ｍｏ、Ｔｉ等后的表面合成金刚石薄膜。

	主权利要求：

	双阴极辉光放电合成金刚石薄膜的方法是在低真空气体放电的容器中，把被处理的试样作为阳极，在与阳极相对的上方设置双层阴极，在阳极和双层阴极之间分别加入连续可调的高压直流电源，使通过双阴极的反应气活化电离，在硬质合金、Ｓｉ片、Ｗ、Ｍｏ、Ｔｉ等及普通碳钢经离子渗镀Ｗ、Ｍｏ、Ｔｉ后的试样表面合成金刚石薄膜的新方法，其特征在于，其一，在真空容器中所设的阴极为双阴极，一极有小孔能通入反应气，并能喷射出去的扁平空心状阴极、另一极为与其相对的并与试样保持一定距离的格栅状阴极；其二，在阳极和两阴极间分别加入连续可调的高压直流电源，其电位可以相等，也可以不相等；其三，作为阳极的试样不仅是Ｓｉ、Ｗ、Ｍｏ、Ｔｉ片，硬质合金等，而且还可以是普通碳钢经离子渗镀Ｗ、Ｍｏ、Ｔｉ后的试样表面。

	优先权项：

	

	PCT 项

	进入国家阶段日：

国际申请号：

国际申请日：

国际公布日：

国际公布号：

国际公布语言：



	法律状态：
	1999-12-8;因费用终止公告日


